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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成25年3月7日(2013.3.7)

【公表番号】特表2012-523104(P2012-523104A)
【公表日】平成24年9月27日(2012.9.27)
【年通号数】公開・登録公報2012-039
【出願番号】特願2012-502409(P2012-502409)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｓ   5/14     (2006.01)
   Ｇ０１Ｎ  21/17     (2006.01)
   Ｇ０１Ｎ  21/01     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｓ   5/14    　　　　
   Ｇ０１Ｎ  21/17    ６３０　
   Ｇ０１Ｎ  21/01    　　　Ｄ

【手続補正書】
【提出日】平成25年1月18日(2013.1.18)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光源であって、
　少なくとも１つの光学的フィードスルーおよび複数の電気的フィードスルーを有する光
モジュールケーシングと、
　光増幅を行なうように動作可能な半導体利得装置と、
　波長選択器と、
　光再方向付け器とを備え、
　前記利得装置、前記光再方向付け器および前記波長選択器は、前記利得装置によって放
出されて前記波長選択器によって選択される光部分のためにマルチモード共振器が構築さ
れるように前記光モジュールケーシングに互いに配置され、
　前記共振器は外部キャビティレーザ共振器であり、
　前記共振器の１つの端部反射器は部分的に透過性であり、この１つの端部反射器を透過
した光は、少なくとも部分的に前記光学的フィードスルーを通って出るように向けられる
、光源。
【請求項２】
　少なくとも前記半導体利得装置および前記波長選択器と熱的に接触する共通の熱電冷却
器を備える、請求項１に記載の光源。
【請求項３】
　前記共振器は光遅延装置を備え、前記遅延装置は材料からなるブロックを備え、明確に
規定されたビーム経路長を有するビーム経路は、前記利得装置によって生成されて前記共
振器内を循環する、前記材料からなるブロック内の光のために規定される、請求項１また
は２に記載の光源。
【請求項４】
　光源であって、
　光増幅を行なうように動作可能な半導体利得装置と、
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　光遅延装置とを備え、前記遅延装置は材料からなるブロックを備え、明確に規定された
ビーム経路長を有するビーム経路は、前記利得装置によって生成された、前記材料からな
るブロック内の光のために規定され、前記光源はさらに、
　波長選択器と、
　ベースとを備え、
　前記利得装置、前記遅延装置および前記波長選択器は、前記利得装置によって放出され
て前記波長選択器によって選択される光部分のために共振器が構築されるように前記ベー
ス上に互いに配置され、
　前記遅延装置における前記ビーム経路は、前記共振器のビーム経路の一部である、光源
。
【請求項５】
　前記遅延装置における光ビーム経路長は、光共振器長の少なくとも４０％をなす、請求
項３または４に記載の光源。
【請求項６】
　前記遅延装置は、前記材料からなるブロック内を伝搬する光部分を行ったり来たり反射
させるための複数の反射面を備える、請求項３または４に記載の光源。
【請求項７】
　前記遅延装置は、前記反射面における前記ビーム経路の少なくとも４回の反射を規定す
る、請求項６に記載の光源。
【請求項８】
　前記遅延装置内の前記ビーム経路は、導波管によって少なくとも部分的に規定される、
請求項３から７のいずれかに記載の光源。
【請求項９】
　前記遅延装置は、互いに対して鋭角をなすファセットを含む複数の平面ファセットを有
し、前記ファセットのうちの少なくとも２つは、少なくとも部分的に反射性であり、本体
の内部からファセットに当たる光を反射して前記本体に戻し、前記本体は、前記共振器に
おける光路が、非反射性の入口および出口端部ファセットに対して垂直であり、光が当た
る反射性のファセット部分に対して垂直ではないように、前記共振器に設計され、配置さ
れる、請求項３から８のいずれかに記載の光源。
【請求項１０】
　前記遅延装置は、少なくとも１つの方向性結合器を備える、請求項３から９のいずれか
に記載の光源。
【請求項１１】
　２つの導波管出力を備え、検出器をさらに備え、前記方向性結合器または前記方向性結
合器のうちの１つはそれぞれ、前記２つの導波管出力から戻ってくる光部分を干渉させ、
干渉した光部分を前記検出器上に向けるように配置される、請求項１０に記載の光源。
【請求項１２】
　モニタをさらに備える、請求項１から１１のいずれかに記載の光源。
【請求項１３】
　前記波長選択器は、ＭＥＭＳ可動装置を備える、請求項１から１２のいずれかに記載の
光源。
【請求項１４】
　前記波長選択器は、ＭＥＭＳミラーと、回折格子とを備え、前記ＭＥＭＳミラーは、前
記回折格子への光ビームの入射角を走査するように動作可能であり、または、前記波長選
択器は、一体化したＭＥＭＳ格子ミラー装置を備える、請求項１３に記載の光源。
【請求項１５】
　前記回折格子または前記一体化したＭＥＭＳ格子ミラー装置はそれぞれ、前記共振器の
端面を規定する、請求項１４に記載の光源。
【請求項１６】
　前記格子はチャープされる、請求項１４または１５に記載の光源。
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【請求項１７】
　前記半導体利得装置は、半導体増幅器および反射性半導体増幅器からなる群から選択さ
れる、請求項１から１６のいずれかに記載の光源。
【請求項１８】
　前記半導体利得装置は反射性半導体増幅器であり、前記反射性半導体増幅器の反射コー
ティングは、前記共振器の共振器端部ミラー、たとえば出力結合ミラーである、請求項１
７に記載の光源。
【請求項１９】
　前記共振器の出力に光学的に結合された光ファイバをさらに備える、請求項１から１８
のいずれかに記載の光源。
【請求項２０】
　前記ベースに接続され、前記ベースに熱的に結合された熱電冷却器をさらに備える、請
求項１から１９のいずれかに記載の光源。
【請求項２１】
　前記利得装置、前記遅延装置、前記波長選択器および前記ベースを入れる光学的パッケ
ージケーシングを備え、前記パッケージケーシングは、少なくとも１つの光学的フィード
スルーと、複数の電気的フィードスルーとを備える、請求項１から２０のいずれかに記載
の光源。
【請求項２２】
　電子コントローラをさらに備える、請求項１から２１のいずれかに記載の光源。
【請求項２３】
　光モジュールであって、請求項１から２２のいずれかに記載の光源を光モジュールケー
シングに備え、前記光源を制御でき、および／または、前記光モジュールの検出手段から
の信号を分析できる電子機器ユニットを備える、光モジュール。
【請求項２４】
　波長計をさらに備え、前記波長計は、
　前記光源によって生成された光の波長計部分を主要なビームから離れる方に向けること
ができる波長計タップと、
　前記波長計部分を受けるように配置された波長選択フィルタと、
　前記フィルタを透過した放射の透過放射強度を測定するように配置された第１の波長計
検出器と、
　前記フィルタを透過しなかった放射の非透過放射強度を測定するように配置された第２
の波長計検出器とを備え、
　前記波長計タップ、前記波長選択フィルタ、前記第１の波長計検出器および前記第２の
波長計検出器は、好ましくは前記モジュールケーシングに配置される、請求項２３に記載
の光モジュール。
【請求項２５】
　前記第１および第２の波長計検出器の信号を比較して分析するために備付けられた電子
機器ユニットを備え、前記信号の分析は、値（ＩT－ＩR）／（ＩT＋ＩR）の評価を備え、
ここでＩTは第１の光強度検出器によって測定される強度であり、ＩRは第２の光強度検出
器によって測定される強度である、請求項２４に記載の光モジュール。
【請求項２６】
　前記電子機器ユニットはクロックを備え、前記クロックは、第１および第２の検出器信
号のサンプリングを起動するように動作可能である、請求項２５に記載の光モジュール。
【請求項２７】
　必要信号強度検出器をさらに備え、前記クロックは、前記必要信号強度検出器からの信
号のサンプリングを起動するようにさらに動作可能である、請求項２６に記載の光モジュ
ール。
【請求項２８】
　平衡ヘテロダイン検出に基づいたＤＣ信号オフセット補償をさらに備える、請求項２３
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から２７のいずれかに記載の光モジュール。
【請求項２９】
　ビームスプリッタ／コンバイナと、必要信号強度検出器とをさらに備え、前記ビームス
プリッタ／コンバイナは、一次ビームをサンプルアームと基準アームとに分割し、前記サ
ンプルアームおよび前記基準アームから戻ってくる光部分を組合せて、組合せられた干渉
する光部分を前記必要信号強度検出器上に向けるように動作可能である、請求項２３から
２８のいずれかに記載の光モジュール。
【請求項３０】
　前記ビームスプリッタ／コンバイナからの基準光ビームを規定された光路長を有する光
路に沿って前記ビームスプリッタ／コンバイナに戻すように向ける光偏向手段および／ま
たは光案内手段を有する基準アームを前記モジュールケーシング内にさらに備える、請求
項２９に記載の光モジュール。
【請求項３１】
　前記一次ビームを２つの部分的なビームに分割するための一次ビームスプリッタをさら
に備え、部分的なビーム毎に、ビームスプリッタ／コンバイナと、必要信号強度検出器と
をさらに備え、各ビームスプリッタ／コンバイナは、それぞれの前記部分的なビームをサ
ンプルアームと基準アームとに分割し、前記サンプルアームおよび前記基準アームから戻
ってくる光部分を組合せて、組合せられた干渉する光部分をそれぞれの前記必要信号強度
検出器上に向けるように動作可能である、請求項２３から３０のいずれかに記載の光モジ
ュール。
【請求項３２】
　光干渉断層装置であって、
　光源を備え、前記光源は、
　少なくとも１つの光学的フィードスルーおよび複数の電気的フィードスルーを有する光
モジュールケーシングと、
　光増幅を行なうように動作可能な半導体利得装置と、
　波長選択器と、
　光再方向付け器とを備え、
　前記利得装置、前記光再方向付け器および前記波長選択器は、前記利得装置によって放
出されて前記波長選択器によって選択される光部分のためにマルチモード共振器が構築さ
れるように前記光モジュールケーシングに互いに配置され、
　前記共振器は外部キャビティレーザ共振器であり、
　前記共振器の１つの端部反射器は部分的に透過性であり、この１つの端部反射器を透過
した光は、少なくとも部分的に前記光学的フィードスルーを通って出るように向けられ、
　前記装置はさらに、
　前記光源と光学的に通信する干渉計の部分と、
　前記光源から生じる光部分をサンプルの選択された場所上に集束させ、前記場所および
前記サンプルが互いに対して動かされる走査を行なうことに好適な光学機器ユニットとを
備え、
　前記干渉計の部分は、前記光源によって生成されて前記サンプルから戻った光の部分を
、前記光源によって生成されて基準経路を経由して前記干渉計に戻った光の部分と組合せ
るように動作可能であり、
　前記装置はさらに、
　組合せられた光を前記干渉計から受けるように位置決めされた検出器ユニットを備える
、装置。
【請求項３３】
　前記干渉計の部分および前記検出器ユニットは、前記光モジュールケーシング内に実装
される、請求項３２に記載の装置。
【請求項３４】
　前記共振器は光遅延装置を備え、前記遅延装置は材料からなるブロックを備え、前記材
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料からなるブロック内の明確に規定されたビーム経路長を有するビーム経路は、前記利得
装置によって生成される光のために規定される、請求項３２または３３に記載の装置。
【請求項３５】
　光干渉断層装置のための光干渉断層モジュールであって、
　光源を備え、前記光源は、
　光増幅を行なうように動作可能な半導体利得装置と、
　光遅延装置とを備え、前記遅延装置は材料からなるブロックを備え、明確に規定された
ビーム経路長を有するビーム経路は、前記材料からなるブロック内の、前記利得装置によ
って生成される光のために規定され、前記光源はさらに、
　波長選択器と、
　ベースとを備え、
　前記利得装置、前記遅延装置および前記波長選択器は、前記利得装置によって放出され
て前記波長選択器によって選択される光部分のために共振器が構築されるように前記ベー
ス上に互いに配置され、
　前記遅延装置における前記ビーム経路は、前記共振器のビーム経路の一部であり、
　前記モジュールはさらに、
　前記光源と光学的に通信し、前記光源によって生成されてサンプルから戻った光の部分
を、前記光源によって生成されて基準経路から戻った光の部分と組合せるように動作可能
な干渉計の部分と、
　組合せられた光を前記干渉計から受けるように位置決めされた検出器ユニットとを備え
る、モジュール。
【請求項３６】
　前記干渉計の部分および前記検出器ユニットは、前記光モジュールケーシング内に実装
される、請求項３５に記載のモジュール。
【請求項３７】
　前記共振器は光遅延装置を備え、前記遅延装置は材料からなるブロックを備え、前記材
料からなるブロック内の明確に規定されたビーム経路長を有するビーム経路は、前記利得
装置によって生成される光のために規定される、請求項３５または３６に記載のモジュー
ル。
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